
466 한국진공학회

PF-P052

부유 랑뮤어 탐침법에서 다양한 전압파형에 대한

고조파 전류 특성 연구.
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유도결합형플라즈마 에서 부유 랑뮤어 탐침에 정현파 톱니파 사각파 삼각파 형태의 전(ICP) , , ,
압 파형들을 쉬스에 인가하였을 때 탐침으로 들어오는 고조파전류들의 특성을 넓은 범위에서,
연구 하였다 탐침으로 들어오는 플라즈마전류파형 및 기생전류파형의 모양과 고조파전류들에.
대해 고찰하였고 각각의 전압파형을 인가하였을 때 다양한 압력과 파워조건에서 부유 랑뮤어,
탐침법을 이용하여 전자온도와 플라즈마 밀도를 측정하고 측정결과는 싱글 랑뮤어 탐침법과,
비교하였다 정현파 삼각파는 싱글 랑뮤어 탐침법과 잘 일치하는 결과를 보였고 톱니파는 실험. , ,
상의 오차로 정확한 측정이 안 되었으며 사각파는 전류파형의 과도현상으로 인해 측정이 안,
되었다 그 외에 기존의 부유 랑뮤어 탐침법과 다르게 부유전위의 변화와 제 고조파들의 비를. 1
이용해서 전자온도를 구하는 방법도 소개한다.


